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【研究背景】 

近年、大気圧非平衡プラズマの生成法は大きく発展

した。著者らはこれまでに、大気中で 2つのヘリウム

ガス流を交差させたところに直流電圧を印加すると、

ガス流に沿ってグロー放電が生成することを報告し

ている[1]。このプラズマ源の下流部に水を設置して発

光領域を接触させない照射を行うと、一般的な誘電体

バリア放電型のプラズマジェット等に比べて過酸化

水素等の濃度が桁違いに高いプラズマ処理水が生成

されることがわかっているが、そのメカニズムについ

ては未解明である。本研究では、気相部で生成される

OHラジカルに着目し、ガス下流部における密度分布

を調べた。 

【実験方法】 

Fig.1に示すように、ヘリウムガスが流れる二つのノ

ズル電極(内径 500 m)に制限抵抗を介して直流電源

を接続することで、交差ガス流に沿った形状のプラズ

マを生成した。ガス流量は両電極ともに 700 sccm で

あり、放電部の長さが両側ともに 3mmで内角が 45°

となるようにして実験を行った。このプラズマに対し

て、波長 261 nmの波長可変レーザー光を照射し、レ

ーザーによって生成されたOHの励起状態が発する蛍

光を受信する方法(レーザー誘起蛍光法)によって OH

を検出した[2]。また、シュリーレン法によってガス流

の観察を行った。主に電流値を変化させ、OHラジカ

ルのレーザー誘起蛍光画像およびシュリーレン像の

変化を調べた。 

【実験結果及び考察】 

Fig.2およびFig.3は放電電流が 12.0 mAの時のプラ

ズマの発光画像およびOHラジカルのレーザー誘起蛍

光画像である。Fig.1から、ヘリウムガス流に沿った直

流グロー放電が生成していることがわかる。Fig.3 に

示すように、プラズマが強く発光する領域とは異なる

ガス下流部において強いレーザー誘起蛍光が観測さ

れた。シュリーレン法を用いた実験においては、プラ

ズマが生成することによってガス下流方向へ強い流

れが誘起される様子が観察された。これらの結果より、

交差ガス流を用いた直流駆動プラズマにおいては、適

切なガス交差角度と電流値を設定した場合に、誘起さ

れた流れに沿ったガス下流部においてOHラジカル密

度が高まる可能性が示唆された。しかしながら，レー

ザー誘起蛍光画像からOHラジカル密度の空間分布を

求めるためには回転温度やクエンチング周波数の空

間分布を考慮する必要があり、追加実験が必要である。

講演ではOHラジカル密度分布について報告し、下流

部でのOHの生成の有無について検討する。 

 

 
 
 

   
 

Fig.1 Experimental setup for producing plasma along 

cross-directional helium flow. A picture of the 

plasma is also shown. 
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